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本講

よるシ

入す

学の研

て，ガ

ン系，

適した

本講

オゾ

ムにつ

きく異

ワー

シリカ

性が高

性に

も幅広

れた。

 

：平成 26 年

：広島大学

：野村 幹

費：無料 

人数：32 名

講演会は，2

シリカ膜の最

ることで，細

研究グループ

ガス分離（二

，テトラリン

た膜を開発し

講演会では，

ン濃度，反応

ついてディス

異なり，製膜

ク形成が可能

カ膜よりも小

高く，CVD

よるものであ

広く議論され

。 

年 10 月 24 日

学工学部 10

幹弘氏（芝浦

名 

2014 年 10 月

最先端」と題

細孔径制御を

プでは，化学

二酸化炭素，

ン系 etc），逆

してきた。 

，各種分離実

応温度，時間

スカッション

膜条件を最適

能であること

小さくなるの

法によるシ

あると総括さ

れ，会場か

第 187

日（金）15:

08講義室 

浦工業大学工

月 24 日(金）

題してご講演

を含め，様々

学蒸着（CVD

メタン系，

逆浸透分離（

実験結果をベ

間がネットワ

ンされた。特

適化すること

とを明らかに

のは，膜の親

シリカ膜が，

された。本講

らは講演に対

 

7 回講演会

 

:00～17:00

工学部応用化

に芝浦工業

演されたもの

々な機能を付

D）法のひと

プロパン，

（塩化ナトリ

ベースとし，

ワーク形成メ

特に，オゾン

とでプロピレ

にした。また

親疎水性，ネ

比較的水熱雰

講演では，シ

対して多くの

 

報告 

化学科 教授

業大学の野村

のである。シ

付与する研究

とつである対

プロピレン

ウム系，硫酸

製膜パラメ

メカニズムに

ン濃度と反応

レン/プロパン

た，H2O 透過

ネットワーク

雰囲気で安定

シリカ膜の応

の質問がよせ

授） 

村 幹弘教授

シリカ膜作製

究が進んでい

対向拡散 CVD

系 etc），有機

酸系）などの

メータである

に及ぼす影響

応温度により

ン選択性が 3

過性が，ゾル

クサイズが影

定しているの

応用分野など

せられ，活発

（広島大

授が，「化学蒸

製時に有機物

いる。芝浦工

D 法をベース

機物分離（ベ

の様々な分離

るシリカ前駆

響や蒸着メカ

り膜の緻密性

300 以上のネ

ル－ゲル法に

影響している

のは，水蒸気

ど最先端につ

発な討論が行

大学 金指正

蒸着に

物を導

工業大

スとし

ベンゼ

離系に

駆体，

カニズ

性が大

ネット

による

る可能

気透過

ついて

行なわ

 

正言） 


